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[57]申請專利範圍
1.　一種具有側鏈官能基的含磷化合物，是由下式(I)所示：
於式(I)中，R1
~R10 分別表示氫、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、苯基、硝基、苯氧
基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或鹵素原子；A表示-O-或 ；Q
表示硝基或胺基；D表示羥基、胺基、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、
C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基、鹵素原子、-OCN、 、
、 、 、 、 、
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、 、 、
或 ；其中，R' 表示 C1~C6烷基、C1~C6烷氧
基、C3~C7環 烷基或 C1~C10鹵烷基；X表示-O-或 ；Y表示氫、硝基、羥基、
胺基、羧酸基、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或
鹵素原子；及 R11 及 R12 分別表示氫、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、苯
基、硝基、苯氧基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或鹵素原子。
2.　依據申請專利範圍第 1項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中，該 R1 ~R10 分別
表示氫。
3.　依據申請專利範圍第 1項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中，D表示羥基或胺
基。
4.　依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中 D表示羥基、A
為-O-，以及 Q為硝基。
5.　依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中 D表示羥基、A
為-O-，以及 Q為胺基。
6.　依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中 D表示羥基、A
為 ，及 Q為硝基。
7.　依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中 D表示羥基、A
為 ，及 Q為胺基。
8.　依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中，D表示胺基、A
為-O-以及 Q為硝基。
9.　依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中，D表示胺基、A
為-O-以及 Q為胺基。
10.   依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中，D表示胺基、A
為 及 Q為硝基。
11.   依據申請專利範圍第 2項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物，其中 D表示胺基、A
為 以及 Q為胺基。
(2)
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12.   一種由下式(I)所示之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法：
於式(I)中，R1
~R10 分別表示氫、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、苯基、硝基、苯氧
基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或鹵素原子；A表示-O-或 ，Q
表示硝基或胺基；及 D表示胺基、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、
C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基、鹵素原子、-OCN、 、
、 、 、 、 、
、 、 、
或 ，其中，R' 表示 C1~C6烷基、C1~C6
烷氧基、C3~C7環烷基或 C1~C10鹵烷基；X表示-O-或 ；Y表示氫、硝基、羥
基、胺基、羧酸基、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、三氟甲基、三氟甲氧
基或鹵素原子；及 R11 及 R12 分別表示氫、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷
基、苯基、硝基、苯氧基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或鹵素原子，該製
法包含之步驟為：提供一種由下式(i)所示化合物：
(3)
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使該式(i)所示化合物與下式(ii)所示化合物
進行反應，以製得 Q為硝基之該式(I)所示化合物： ，及 選擇
性地進行以下步驟：使該 Q為硝基之該式(I)所示化合物進行還原反應，以製得 Q為胺基
之該式(I)所示化合物，於式(i)及(ii)中，R1 ~R10 及 D的定義與該式(I)相同；A1 表示單鍵
或 ；以及 Z1 表示鹵素原子。
13.   依據申請專利範圍第 12項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(i)中
之 R1 ~R6 、R9 及 R10 為氫，D為胺基。
14.   依據申請專利範圍第 12項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(ii)
中，該 A1 為單鍵。
15.   依據申請專利範圍第 12項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(ii)
中，該 A1 為 。
16.   依據申請專利範圍第 12項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(i)所
示化合物與式(ii)所示化合物之反應是於一觸媒存在下進行，該觸媒是選自於三乙基胺、
氟化銫、氟化鉀、氯化銫、氯化鉀、碳酸鉀、碳酸鈉、氫氧化鉀或氫氧化鈉。
17.   依據申請專利範圍第 12項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該還原反
應是在一還原劑存在下進行，該還原劑是選自於氫氣與鈀/碳之組合、聯胺與鈀/碳之組合
或硼氫化鈉。
18.   依據申請專利範圍第 12項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(i)所
示化合物是由下式(iv)所示化合物、下式(v)所示化合物與下式(vi)所示化合物 進行反應所
製得：  該式
(iv)、(v)及(vi)中之 R1 ~R6 、R9 、R10 及 D’與該式(i)相同。
(4)
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19.   一種由下式(I)所示之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法：
於式(I)中，R1
~R10 分別表示氫、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、苯基、硝基、苯氧
基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或鹵素原子；A表示-O-或 ，Q
表示硝基或胺基；及 D表示羥基、胺基、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷
基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基、鹵素原子、-OCN、 、
、 、 、 、 、
、 、 、
或，其中，R' 表示 C1~C6烷基、C1~C6烷
氧基、C3~C7環烷基或 C1~C10鹵烷基；X表示-O-或 ；Y表示氫、硝基、羥
基、胺基、羧酸基、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷基、三氟甲基、三氟甲氧
基或鹵素原子；及 R11 及 R12 分別表示氫、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基、C3~C7環烷
基、苯基、硝基、苯氧基、C1~C10鹵烷基、三氟甲基、三氟甲氧基或鹵素原子，該製
法包含之步驟為：提供一種由下式(iii)所示化合物：
使該式(iii)所示
化合物、下式(v)所示化合物與下式(iv)所示化合物進行反應，以製得 Q為硝基之該式(I)
(5)
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所示化合物： ；及 選擇性
地進行以下步驟：使該 Q為硝基之該式(I)所示化合物進行還原反應，以製得 Q為胺基之
該式(I)所示化合物，於式(iii)、(v)及(iv)中，R1 ~R10 、A及 D的定義與該式(I)相同。
20.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(iii)
之 R5 ~R8 為氫。
21.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(v)
的 R1 ~R4 為氫。
22.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(iv)
的 R9 及 R10 為氫，D為羥基。
23.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(iv)
的 R9 及 R10 為氫，D為胺基。
24.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(iii)
所示化合物、該式(v)所示化合物與該式(iv)所示化合物之反應是於一觸媒存在下進行，
該觸媒是選自於有機酸、無機酸或此兩者之一組合。
25.   依據申請專利範圍第 24項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該觸媒是
選自於醋酸、對-甲基苯磺酸、甲基磺酸、硫酸、2-胺基苯磺酸、3-吡啶磺酸、對胺基苯
磺酸、氯化氫、溴化氫、碘化氫、氟化氫、三氟乙酸、硝酸、磷酸或此等之一組合。
26.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該式(iii)
所示化合物是由下式(vi)所示化合物與下式(ii)所示化合物進行反應所製得：
，於式(vi)及(ii)
中，Z1 表示鹵素原子，A1 表示單鍵或 以及 R5 ~R8 與該式(iii)的定義相同。
27.   依據申請專利範圍第 19項所述之具有側鏈官能基的含磷化合物的製法，其中，該還原反
應是在一還原劑存在下進行，該還原劑是選自於氫氣與鈀/碳之組合、聯胺與鈀/碳之組合
或硼氫化鈉。
圖式簡單說明
圖 1是一 NMR圖，說明 DHBP－A的結構分析；圖 2是一 NMR圖，說明化合物(B) 的
結構分析；圖 3是一 NMR圖，說明化合物(C) 的結構分析；圖 4是一 NMR圖，說明化合
物(D) 的結構分析；及圖 5是一 NMR圖，說明化合物(E) 的結構分析。
(6)
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